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NANASENI TENKYCH VRSTEV

VAKUUM SERVIS S.R.0., VSE1200A

Vakuova aparatura V51200 byla pGvodné navrZena pro

narovani velkych substrat (ploch) nebo sad mensich vzorkd
uchycenych na rotujici kalotu technikou PVD (Physical Vapor
Deposition). Zafizeni slouzi k nandseni tenkych vrstev vcetné
vicevrstevnatych struktur (sendvice). Jeho soucasti je vykonny
iontovy zdroj pro predcisténi povrchu ke zvyseni adheze.
V pfipadé naparovanivrstev oxidd se s vyhodou pouziva metoda
iontové asistované depozice pro zvyseni kvality vrstev.

APLIKACE

> odrazné vrstvy pro oblasti UV, VIS a blizké infra
> ochranné vrstvy SiO,, HfO,, TiO,, a Ta,0s

> déli¢e svazku, pasmové filtry

TYPY MATERIALU/SUBSTRATU

> pevnolatkové substraty — sklo, plasty, kovové prvky
> nejvyssi velikost substratu 1000 mm OD
> nanasené vrstvy: Al, Cr, SiO,, MgF,, ZnS, TiO,, HfO,, Ta,0s

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

technické vakuum do 5.10° Pa
> zpUsoby naparovani: termicky ohrev, elektronové délo
> mozZnost reaktivniho naparovani v kyslikové atmosfére
> iontové asistovana depozice (IAD)
> aktivace povrchu: argonovy vyboj, predcisténi

nizkoenergetickymi ionty

DALSIINFORMACE NA V'Y ZADANI

REGIONALNi CENTRUM
POKROCILYCH TECHNOLOGII
A MATERIALU
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